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Uvod

Jako semestrdlni projekt jsem pojal praci na diplomovém projektu. Téma mé diplomové prace zni
,Pfiprava vysoce dopovanych ZnO nanodrat(“. V ramci této prace bude potieba nalézt vhodné
parametry pro rist téchto dratd, jejich dopovani a naslednou analyzu. Nanodraty jsem metodou VLS
[1] pfipravoval v ramci bakaldrské prace.

Experiment

K pfipravé ZnO nanodratl byla jiz dfive navrhnuta a vyrobena Zn naparovaci cela, ktera je v aparature
urcené pouze na zinek (kvlli kontaminaci). Pomoci cely se naparoval zinek na substrat z Al,Os a Si
wafer s vrstvou titanu a zlata. Kvuli problémdm s provozem Zn cely se vSak od této metody upustilo
(cela je nyni vyrazné upravend a pristi tyden se bude testovat).

Druha metoda je oxidace horkého Zn plechu v oxidaénim cinidle. Oxidacnim Cinidlem byl zvolen
peroxid vodiku a isopropanol (v plynné podobé a tlaku cca 1 kPa). Problém vsak vyvstal v teplotach
potfebnych k rlistu téchto dratli [2], protoZe plech se roztavil (teplota tani zinku je 419,5 °C). Proto
byl ddle pouzit mosazny plech (mosaz — slitina CuesZns7), kterd ma podstatné vyssi teplotu tani

(902 °C). Zde jiz k roztaveni vzorku nedochazi. Pfi vyssich teplotach vsak zinek difunduje ze slitiny pry¢
a zOstava méd, jak je patrné na Obrazku 1.
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Obrdzek 1: Vlevo —Cistd mosaz pred oxidaci. Vpravo — mosaz po oxidaci, z barvy
je patrné, Ze prevazZuje méd.

Bylo tedy nutné nalézt optimalni teplotu, nebot pfi nizkych teplotach nanodraty nerostou, a pfi
vysokych zinek difunduje pryc se substratu. Jako optimalni se urcila kombinace teploty cca 490 °C a
peroxidu vodiku jako oxidacniho Cinidla. Snimek z rastrovaciho elektronového mikroskopu takto
pfipravenych nanodratd se nachazeji na Obrazku 2.
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Obrazek 2: ZnO nanodraty, pripravené pri teplote 490 °C a oxidaci peroxidem vodiku.

BohuZel, pti oxidaci isopropanolem se draty nepodafilo narlst za Zddné teploty. Povrch je vidy
poleptdn, jak je patrné na Obrdazku 3.
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Obrdzek 3: Povrch mosazi vyleptany isopropanolem.




Nyni se tedy projekt nachazi ve fazi, ve které umime rlist ZnO nanodraty oxidaci mosazného plechu.
Je zde vSak nékolik aspektd, na kterych je potfeba pracovat.
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Depozice za pouziti zinkové cely (jiz v planu).

Zabranéni difuze zinku z mosazného plechu (je mozno za poufZiti jiného typu mosazného
plechu).

Dopovani.

Rast uniformnich drata.
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